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Titel: Vorrichtung zum Aufbringen und/oder zum 

partiellen Entfernen einer dunnen Schicht auf ein bzw. 
von einem Substrat 



Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Aufbringen einer dunnen Schicht auf ein Substrat, auf ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum partiellen Entfernen einer 
dunnen Schicht von einem Substrat und auf eine Vorrichtung zum 
prazisen Versehen eines Substrats mit einer dunnen Schicht, was 
das Aufbringen und partielle Entfernen einer dunnen Schicht auf 
einem bzw. von einem Substrat beinhaltet, nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 7 bzw. des Anspruchs 11. 

Zum Aufbringen einer dunnen Schicht, bspw. Lack-, Metal lschicht 
Oder dgl. auf eine vorzugsweise ebene Oberflache eines 
Substrates ist es bekannt, die Abdeckung in einem bestimmten 
Abstand aber dem Werkstxickhalter anzuordnen und die Abmessungen 
der Abdeckung entsprechend den AuBenabmessungen des 
Werkstackhalters zu wahlen. Dabei bleibt die Abdeckung 
ortsfest, wahrend das Substrat rotierend angetrieben wird. Es 
hat sich gezeigt, daB durch diese Art des Aufbringens sich 
insbesondere in den Eckbereichen eines bspw. mit einer 



rechteckigen Grundflache versehenen Substrates Verwirbelungen 
und Aufwerfungen in der Schicht aufgrund der xiber die FlSche 
unterschiedlichen Luf tstromungesverhaltnisse wahrend der 
Rotation des Substrates ergeben. Dies ftihrt zu uneinheitlich 
dicken Schichten, was in der Praxis nicht hingenommen werden 
kann, 

Beim partiellen Entfernen von diinnen Schichten, bspw. Lack-, 
Metallschichten oder dgl. von einem Substrat wird ftir die 
bereits abgetrocknete Schicht ein Reinigungsmedium, bspw. einem 
Losungs-, Atzmittel oder dgl. verwendet. Dabei ist es bei der 
Randentlackung von kreisrunden Substraten bekannt, nur den zu 
entlackenden Ringrand gezielt zu bespruhen. Bei anderen 
Randstrukturen ist eine partielle Schichtentf ernung auf diese 
Weise mit vertretbarem Auf wand nicht zu verwirklichen. 

Das prazise Verseh^i einer Flache eines Substrates mit einer 
diinnen Schicht setzt sich zusammen aus dem Vorgang des 
Aufbringens einer Schicht auf das Substrat und dem Vorgang des 
partiellen Entfernens an den Substratbereichen , die frei von 
derartigen Schichten sein ratissen. Bekannt ist es, wie 
vorstehend ausgefuhrt, das Substrat in einer Station zu 
beschichten und das partielle Entfernen des bereits 
getrockneten Schichtbereiches in einer anderen Station 
vorzunehmen. Dies ist aufwendig und zeitraubend. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, beim Aufbringen 



einer diinnen Schicht auf ein Substrat eine homogenere 
Beschichtung liber die Substratf lache unabhangig von der 
Substratform zu erreichen, ferner das partielle Entfernen einer 
Schicht in praziser Weise an der Unterseite und am 
Stirnrandbereich des Substrates ebenfalls unabhangig von dessen 
Grundform zu erreichen und daruber hinaus in einem einzigen 
Arbeitsgang und einer einzigen Station^ ein prazises Versehen 
eines Substrates mit einer dunnen Schicht, d.h, ein unmittelbar 
auf einanderf olgendes Aufbringen der Schicht und partielles 
Entfernen der Schicht an den betreffenden Bereichen ebenfalls 
\inabhangig von der Substratform zu erteichen, 

Zur Losung dieser Aufgabe sind bei den eingangs genannten 
Vorrichtungen die in den Anspruchen 1 bzw. 7 bzw. 11 
angegebenen Merkmale vorgesehen. 

Durch die spezif ische Anordnung der Abdeckung mit den 
Abdeckleisten ist zwischen Abdeckung und zu beschichtender 
Substratoberf lache eine hoiaogene Beschichtungsmediumatiaosphare 
geschaffen, so daB keine storenden Luftstromungen vorhanden 
sind, die die Homogenitat der Beschichtung storen konnten. Auf 
diese Weise ist eine auBerst hoiaogene bzw* gleichiaaBige 
Beschichtung gegeben, deren Schichtdicke iiber die sog. 
Trockendrehzahl einstellbar und deren GleichmaBigkeit 
verbessert ist. Dies bedeutet auch, daB der Bedarf an 
Beschichtungsmedium, um auch die Eckbereiche zu erreichen, 
reduziert ist. 

i 

i 



Die erf indungsgemaBe Art des partiellen Entfernens von 
Schichtbereichen hat den Vorteil, daB sowohl der unterseitige 
Randbereich des Substrats als auch insbesondere der 
Stirnrandbereich des Substrats in genauer Weise von 
Beschichtungsmedium befreit werden konnen. Desweiteren ist es 
auf diese Weise moglich, in einer einzigen Station und in 
unmittelbarer Auf einanderf olge sowohl das Beschichten als auch 
das partielle Entfernen von Schichtteileh vorzusehen, wobei 
sich erstens eine Zeitersparnis und durch das "NaBabtragen" 
eine Reduzierung der benotigten Menge an Reinigungsmedium 
ergeben. Die Vorrichtung ist auBerdem an unterschiedliche 
SubstratgroBen und -formen anpaBbar. 

Durch die Merkmale des Anspruchs 2 ist erreicht, daB 
insbesondere beim partiellen Entfernen der Schicht dessen Teile 
und das Reinigungsmedium gezielt abgefuhrt werden konnen, wobei 
insbesondere von Vorteil ist, wenn die Durchbrechungen gemaB 
Anspruch 8 in diesem Bereich vorgesehen sind, 

Ein gunstiges Anlegen der elastischen Abdichtleisten ist durch 
die Merkmale gemaB Anspruch 3 vorgegeben. Dabei kann es auch 
zweckmaBig sein, das Substrat an seiner Kante mit einer 
entsprechenden Fase zu versehen. 

Mit den MaBnahmen gemaB Anspruch 4 ist erreicht, daB die 
Abdeckung dann, wenn sie auf dem Substrat mit ihren 
Abdichtleisten aufliegt, sich frei gegenilber dem Substrat 



zentrieren kann und unabhangig von der ortsf esten Hubeinheit 
rotierend angetrieben werden kann. 

Mit den Merkmalen gemaB Anspruch 5 ist eine Zentrierung der 
Abdeckung gegenuber dem Substrat erreicht. Dabei ist es 
zweckmaBig die Merkmale gemaB Anspruch 6 vorzusehen, um 
gleichzeitig eine drehfeste Verbindung der Abdeckung zum 
Werkstuckhalter zu erreichen. 

Eine Zuf uhreinrichtung gemaB den Merkmalen des Anspruchs 9 ist 
in einfacher Weise zu verwirklichen und hat daruber hinaus den 
Vorteil, daB auch bei rechteckigen Substrat en all e Bereiche in 
gleicher Weise erreicht werden kdnnen* AuBerdem ist erreicht, 
daB eine mechanische Reibung zwischen Zufuhrrohr und 
Verteilerring vermieden ist. Das Zufuhren des Reinigungsmediums 
kann in gleichmaBiger Verteilung, kleinen Mengen und dosiert 
erf olgen. 

Um eine thermische Trennung zwischen Zuf uhreinrichtung fur das 
Reinigungsmittel und dem Auf lagebereich des Werkstuckha Iters 
f«ir das Substrat zu erreichen, sind die Merkmale gemaB Anspruch 
10 vorgesehen. Dadurch wird vermieden, daB der Werkstucktrager 
bzw. -halter durch Verdampf ungskalte des Reinigungsmediums 
thermisch beeinfluBt wird. Es versteht sich, daB in den Fallen, 
in denen dies nicht unbedingt notwendig ist, die 
ZufQhreinrichtung far das Reinigungsmittel auch unmittelbar in 
den Werkstackhalter integriert sein kann. 



Bei der Kombination der Vorrichtung zum Aufbringen einer 
Schicht und zum partiellen Entfernen von Schichtbereichen vom 
Substrat ist es zweckmaBig, die Merkmale einer oder mehrerer 
der vorstehenden Ansprtiche zu verwirklichen. 

Sind die Merkmale gemaB Anspruch 13 vorgesehen, so ergibt sich 
ein kostengiinstiger Werksttickhalter , der dariiber hinaus zur 
Anpassung an unterschiedliche SubstratgroBen und -formen am 
Drehantrieb auswechselbar gehalten sein kann. 

Weitere Einzelheiten der Erf indung sind der folgenden 
Beschreibung zu entnehmen, in der die Erf indung anhand des in 
der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher 
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beschrieben und erleiutert ist« 
Es zeigen: 



Figur 1 



in teilweise abgebrochener und teilweise 
geschnittener Seitenansicht eine Vorrichtung 
zum Auf bringen einer dunnen Schicht auf ein 
Substrat und zum nachfolgenden partiellen 
Entf ernen yon Bereichen der Schicht vom 
Substra^ , in offenem Zustand, 



Figur 2 



eine an einer Langsiuittellinie abgebrochene 
Draufsicht geiaaB Pfeil II der Fig. 1, 



Figur 3 



eine an einer Langsmittellinie abgebrochene, 
teilweise geschnittene Unteransicht der 
Vorrichtung geiaaB Pfeil III der Fig. 1, 



Figur 4 



in vergroBerter Darstellung einen Bereich 
der Vorrichtung gemaB dem Ausschnitt IV der 
Fig. 1, jedoch in geschlossenem Zustand der 
Vorrichtung und 



Figur 5 



in gegenuber der Fig. 4 nochmals 
vergrSBerter Darstellung den Werksttickhalter 
ausschnittsweise im Bereich des 
Kapillarspaltes . 



i 
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Die in der Zeichnung dargestellte Vorrichtung 10 dient zum 
Aufbringen einer diinnen Schicht auf ein Substrat 11 und zum 
anschlieflenden partiellen Entfernen eines Bereiches dieser 
Schicht vom Substrat, und zwar hier zum Entfernen der 
betreffenden Schicht im Stirnrandbereich 12 und 
Unterseitenrandbereich 13 langs des Umfanges des Substrats n. 
Als Substrate kommen bspw. keramische oder Glassubstrate in 
Frage, die bspw. mit einem Fotoresist bzw. Fotolack, 
Colorfilterlack, Epoxilack, Polyimidlack oder dgl. beschichtet 
( sind, wobei die Substrate 12 die unterschiedlichsten 

Grundflachen und Querschnittsf lachen aufweisen konnen. Beim 
Ausfiihrungsbeispiel sind dies LCD- oder LCTV-Substrate . Es 
kommen aber auch Substrate in Frage, die mit einer 
Metallschicht tiberzogen sind. 

Die Vorrichtung 11 besitzt ein Kopf- oder oberes Bauteil 16 und 
ein unteres Bauteil 17. Das Kopf bauteil 16 besitzt eine 
Abdeckung 18 ,. die an einer ortsfesten. Hubeinheit 19 gehalten 
ist. Die Hubeinheit 19 besitzt eine an Kolbenstangen 20 
gehaltene Hubplatte 21, uber die ein zylindrisches 
/ kastenartiges Rahmenteil 22 der Abdeckung 18 gestiilpt ist. Der 
ringformige Boden 23 des Rahmenteils 22 und die Hubplatte 21 
sind uber aus Zentrierstif ten und Zentrierbohrungen bestehenden 
Vorzentrierungen 24 kuppelbar miteinander verbunden. Die 
Abdeckung 18 besitzt ferner eine Abdeckplatte 26, die am 
unteren Ende des Rahmenteils 22 gehalten ist und die 
auBenrandseitig mit einer Verdickung 27 versehen ist, deren 



^nenkanten 28 zur Abdeckpl^ 26 und nach innen Mn ^ 

r* 1 * sind " *" aer gensigten inn ~ e " — v erdi cKu„ g 27 

des u-laufenden Ra h»e„tei ls 22 sind elastiscl)e ^ 
-xtfl. nicht dargestellter Schrauben ^ teatlg ^ Die vier 
dttnnen Abdeckieisten 29 >i„d ^ aus ^ 

Iefl0nf0lU ° der »^ «i n e r oic k e von bspw. o,0 5 ^ 

0,1 NeigUng der el ? s ««*«n Abdeckleisten 29 „^ 

gegenuber der Horizontal™ etwa 30* bl* 

. ■■ a JU bis 60 , vorzugsweise 30" 

Oder 45 • . Die Breite der e;lastlsqhen ^ ^ 

derart geWahlt, das deron rreies Ende et„a in „ ahe des 
AuBenrandbereiches aer verdiokung 27 endet . , 

oas untere Bauteil 17 1st nach Art eines Drehtisches 
ausgebildet, d.h. es oesitzt einen platten t6 r.ige„ 
WerkstOckhaiter 36, der Ober eine nicht i» einzelnen 
dargestellte Weile von einer i„ einem Gehause 37 
untergebrachten, hier nicht dargestellten Antriebseinheit *it 
unterschiedlichen Drehzahlen vorwahlbar rotierend antreibbar 
«t. Der Werkstflckhalter 36 besitzt eine kreisfor»ige 
Grundplatte 3 8 , au f der ein Halterataen 39 befestigt ist, der 
-it einer rechteckftonigen Aussparung 41 zur Aufnah»e des hier 
rechteckrSr^igen Substrates 11 versehen ist. Hahe de» 
Innenu„ f an,srand sind in den Halterataen 39 bspw. pro Seite 
Jeweils zwei i„ Abst^ angeordnete Zentriereinheiten 4 2 far 
die AbdeckpXatte 26 der Abdeckung 18 des Koprbauteils 16 
eingelassen. Die Zentriereinheit 4 2 besitzt Jewells eine an 
exnen eingelassenen steg 43 drehbar gehaltene Zentrierrolle 44 
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die bein, Absenken der Abdeckung 18 des Kopfbauteils 16 in einen 
in dessen Verdickung 27 eingearbeiteten Schlitz 31 eingreift. 

Die Grundplatte 38 des Werkstuckhalters 16 nittont in einen, 
Bereich innerhalb des Halterahmens 39 das Substrat n drehfest 
auf . Dies geschieht in nicht dargestellter Weise xni.ttels Vakuu m 
uber Rilien 45 (Fig. 5 ). m einem umlaufenden Randbereich 46 
von bspw. 15 aun Breite ist die Grundplatte 38 abgesetzt und 
nach innen zur Vakuurohaltef lache 50 durch eine dreieckforxaige 
Q Sicke 47 getrennt. Der Randbereich 46 der Grundplatte 38 

besitzt somit einen geringen Abstand von der Unterseite des 
Substrats 11 derart, daB ein Kapillarspalt 48 in der 
GroBenordnung von bspw. o,l ma oder weniger verbleibt. 
AuBenseitig grenzt der tief ergesetzte Randbereich 46 an die 
Grundplatte 38 durchziehenden Durchbrechungen 49 an, die nach 
unten und nach auBen schrag verlaufen, bspw. in einem Winkel 
gegenuber der Horizontal von 30 bis 60 \ vorzugsweise von 
etwa 30 oder 45'. Die Durchbrechungen 49 Bind langs des 
rechteckformigen Umfanges des Werkstuckhalters 36 in 
gleichiaaBigexu Abstand angeordnet. Die Durchbrechungen 49 sind 
derart angeordnet, daB der Stirn- bzw. AuBenrandbereich 12 des 
Substrats 11 sich etwa uber deren Mitte befindet. 

in abgesenktem Zustand des Kopfbauteils 16 gemaB Fig. 4 liegen 
die elastischen Abdichtleisten 29 auf der nach oben weisenden 
Kante 14 des Substrats n dicht auf, so daB zwischen der 
Unterseite der Abdeckplatte 26 und der zu beschichtenden 



r 
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o berseite 32 des substrats X1 ein in wesentl . chen geschlossener 
X.uf traun 33 vorg ese h en ist. Dle frelen ^ der elastischen 
AbdecKleisten 2, uberragen den Sti rwandbereich 12 ^ die 
Unterseite 13 des Substrats 11 und ragen etBas .„ ^ 
Durchbrechungen 49 hinein. 

Die Grundplatte 38 ist an ihrer Unterseite Mt einer 
kreisfar^igen Aussparung 52 ; versehe n/ in die ein Verteilerring 
53 einer Reinigungsxaediuxn-Zuf^ung 55 drehfest eingesetzt ist. 
Dabei ist der Verteilerring 53 gegenuber dem Grand der 
Aussparung 52 i„ der Grundplatte 38 thermisch getrennt b 2 w. 
xsoliert . Der Verteilerring 53 ist mit einem Ringraum 54 
versehen, der nach unten uber eine schmalere Ringnut 56 
geoffnet ist. Exzentrisch zur Drehacnse 34 des Wericstuckhalters 
36 ist ein zufuhrrohr 57 ortsfest angeordnet ; das am Gehause 37 
gehalten ist und dessen oberes abgeknicktes Ende durch die 
Ringnut 56 in den Ringraum 54 fuhrt und das in nicht 
dargestellter Weise mit einer Speisepumpe fur das 
Reinigungsaedium verbunden ist. wie sich insbesondere aus Fig. 
3 ergibt, sind an den Verteilerring 53 mehrere sich radial an 
der Unterseite der Grundplatte 38 erstreckende (unterschiedlich 
lange) Leitungen 58, bspw. in Form von Schlauchen verbunden, 
die jeweils in eine Duse 59 miinden. Die Dttsen 59 sind in 
geringen Abstanden nebeneinander angeordnet und im Randbereich 
46 in die Grundplatte 38 von der Unterseite eingesetzt. Die 
Mundung der Duse 59 ist etwa mittig des Randbereichs 46 und 
bundig ait dessen parallel zur Unterseite des Substrats 11 
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verlaufenden Oberf lache. 

Das Verfahren zum Beschichten der Substratoberf lache und zum 
anschlieBenden partiellen Entfernen der Schicht am 
Stirnrandbereich 12 und Unterseitenrandbereich 13 mit Hilfe der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung 10 ist folgendermaBen: In dem in 
Fig. l dargestellten offenen Zustand der Vorrichtung 10, in 
welchem das Kopfbauteil 16 vora unteren Bauteil 17 abgehoben 
ist, wird die zu beschichtende Oberseite 32 des Substrats 11 in 
nicht dargestellter Weise mit einera Beschichtungsmedium bspw. 
fiber einen Dosierarra in Mittenbereich des Substrats 11 besprQht 
oder schwallartig mit einer bestimmten Menge begossen. Ist dies 
erfolgt, verfahrt das Kopfbauteil 16 nach unten, so daB die 
Abdeckplatte 26 zwischen die Zentriereinheit 42 des 
Werkstiickhalters 36 gelangt und die Abdeckleisten 29 auf der 
Kante 14 des Substrates 11 aufsitzen. Die Hubplatte 21 verfahrt 
innerhalb des Raumes des Rahmenteils 22 noch etwa weiter nach 
unten, so daB der Rahmenteil 22 der Abdeckung 18 von der 
Hubplatte 21 freikommt und somit eine genaue Zentrierung der 
Abdeckung innerhalb des Werksttickhalters 36 erfolgen kann. 
/ Damit ergibt sich der in Fig. 4 dargestellte geschlossene 

Zustand und die Abdeckung 18 ist gegentiber der Hubeinheit 19 
frei rotierbar. 

Um das auf der Oberseite 32 des Substrats 11 aufgebrachte 
fltissige Beschichtungsmedium ttber die Substratoberf lache 32 
gleichmaBig zu verteilen, wird der Werkstuckhalter 36 der die 
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Abdeckung 18 mitnimmt, in Rotation versetzt, so daB sich das 
f lus ®-i g , e B f scn ichtungsraediuin langs der Oberseite 32 unter der 
Wirkung der Zentrif ugalkraf t gleichmaBig ausbreitet. pie 
Drehzahl wahrend der Beschichtung betragt bspw. etwa 800 und 
1200 U/nin. Bei dieser Verteilung des . Beschichtungsmediums 
gelangen aufgrund der Zentrif ugalkraf t Beschichtungsmediumteile 
zwischen den elastischen. Abdeckleisten 29 und §ubstratkante 14 
hindurch auf den Stirnrandbereich 12 und den 
Unterseitenrandberefch 13. .Die gleicnmaBige Verteilung des 
Beschichtungsmediums iiber die Substratoberf lache 32 erf olgt 
dabei ohne storende Luf tstromungen in den 
/ Oberflachenrandbereichen des Substrats 11 f da der Raum 35 

zwischen der Abdeckung 18 und dem Substrat .11 abgeschlossen ist 
und sich dadurch eine konstante und homogene 
Beschichtungsmedium-Atmosphare bildet. 

v 

AnschlieBend an die gleichmaBige Verteilung des 
Beschichtungsmediums (und ggf • nach Ablauf einer gewissen 
Trocknungszeit ) wird in noch nassera Oder angetrocknetem Zustand 
des Beschichtungsmediums das partielle Entfernen des 
Beschichtungsmediums am Stirnrandbereich 12 und am 
Unterseitenrandbereich, an welchen Bereichen das 
Beschichtungsmedium unerwunscht ist, in derselben Vorrichtung 
10 vorgenommen. Dazu wird die Drehzahl des Werkstuckhalters 36 
auf bspw. etwa 200 bis 300 U/min reduziert und uber das 
ZufQhrrohr 57, den Verteil erring 53, die Einzelleitungen 58 und 
die DQsen 59 wird Reinigungsmedium bspw. Losungsmittel durch 
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Zentrifugalkraf t dem Kapillarspalt 48 zugefiihrt. Aufgrund der 
GroBe des Kapillarspalts 48 verteilt sich das Reinigungsmedium 
unter Wirkung der Kapillarkraf t gleichmaBig in diesem 
Kapillarspalt 48 und wird durch die Zentrifugalkraf t liber den 
Unterseitenrandbereich 13 nach auBen weggefuhrt. Der Mediumfilm 
reiBt an der Unterkante des Substrats 11 nicht ab, sondern legt 
nach oben uber den Stirnrandbereich 12 bis hin zur Innenseite 
der elastischen Abdeckleisten 29 um. Das aufgeldste bzw. 
abgeatzte Beschichtungsmedium kann mit dem Reinigungsmedium 
durch die Durchbrechungen 49 abflieBen. Am Ende dieses Vorgangs 
des partiellen Entfernens von Beschichtungsbereichen kann die 
Drehzahl nochmals kurzzeitig auf bspw. 500 U/min erhoht werden, 
um auch die restlichen Reinigungsmediumteile ggf . mit 
restlichen Beschichtungsmediumteile abzuschleudern und durch 
die Durchbrechungen 49 abzufuhren. Der Reinigungsmedienf luB 
kann reguliert und in einen Rezirkulationstank gefuhrt werden. 

Danach wird das Kopfbauteil 16 wieder angehoben, so daB im 
offenen Zustand der Vorrichtung 10 das beschichtete Substrat 11 
gegen ein neues zu beschichtende Substrat 11 ausgetauscht 
werden kann. 

Die erf indungsgemaBe Vorrichtung 10 kann auch nur zum 
Beschichten, d.h. zur Verbesserung der 

SchichtdickengleichmaBigkeit (ohne Seitenentlackung) oder nur 
zum partiellen Entfernen von Schichtbereichen verwendet werden 
kann. 



. . , . * « . • • 

Schutzanspriiche 



Vorrichtung zum Aufbringen einer dunnen Schicht, bspw. 
Lack-, Metallschicht Oder dgl • , aiif eine vorzugsweise ebene 
Oberf lache (32) eines Substrats (11), mit einer 
Zufiihrvorrichtung fur das f liissige Beschichtungsmedium, mit 
einem Werkstuckhalter (36), in dem das Substrat (11) 
auswechselbar aufgenommen 1st und der um eine vorzugsweise 
etwa senkrecht zur zu bearbeitenden Oberf lache ^ (32) des 
Substrats (11) verlaufenden Achse (34) in Rotation 
versetzbar 1st, und mit einer zum Substrat (11) hin und von 
dieser weg bewegbaren Abdeckung ( 18 ) , dadurch 
gekennzeichnet, daB die Abdeckung (18) eine Grundf lache 
aufweist, die etwa der des zu beschichtenden Substrates 
(11) entspricht, daB die Abdeckung (18) umf angsseitig mit 
einer vorzugsweise geneigt angeordneten , abstehenden 
elastischen Abdeckleistenanordnung versehen ist, daB jede 
elastische Abdeckleiste (29) dieser Abdeckleistenanordnung 
in unmittelbar uber dera Substrat (11) gehaltener Lage auf 
der nach oben weisenden Umfangskante (14) des zu 
beschichtenden Substrats (11) aufliegt und daB die 
Abdeckung (18) synchron mit dem Substrat (11) rotierend 
angetrieben ist. 



Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Abdeckleiste die Umfangskante des Substrats nach auBen 
hin uberragt. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Abdeckleiste (29) in einem Winkel zwischen 30° und 
60° gegenuber der Horizontalen geneigt angeordnet ist. 

Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprtiche 1 bis 3 , 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (18) an einer 
Hubeinheit (19) derart gehalten ist, daB sie im vom 
Substrat (11) abgehobenen Zustand an dieser zentrierend 
gefuhrt ist und in im zum Substrat (11) hin abgesenktem 
Zustand aus der zentrierenden Fuhrung f reikommt . 

Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprtiche 1 bis 4 , 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (18) mit einem 
Rahmen (27) versehen ist, der in abgesenktem Zustand 
zwischen Zentriermitteln (42) am Werkstuckhalter (36) 
aufgenommen ist, 

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Zentriermittel (42) gleichzeitig eine drehfeste 
Verbindung zwischen dem Werkstuckhalter (36) und der 
Abdeckung (18) bilden. 

Vorrichtung zum partiellen Entfernen einer diinnen," 



vorzugsweise noch nicht oder nicht vollstandig 
abgetrockneten Schicht, bspw. Lack-, Metallschicht oder 
dgl., von einem Substrat (11), mit einem Werkstiickhalter 
(36), in dem das Substrat (11) auswechselbar aufgenommen 
ist und der um eine vorzugsweise etwa senkrecht zur zu 
bearbeitenden Oberflache (32) des Substrats (11) 
verlaufenden Achse (34) in Rotation versetzbar ist, und mit 
einer Zufiihreinrichtung (55) zum Aufbringen eines 
Reinigungsmediums, bspw. eines Losungs-, Atzmittels oder 
dgl., dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (11) derart 
am Werkstuckhalter ( 36 ) drehf est gehalten ist, daB seine 
Unterseite (13) langs eines umlaufenden Randbereiches zur 
Bildung einer Kapillaren (48) in geringem Abstand zur 
Werkstuckhalterflache angeordnet ist und daB diesem 
Randbereich des Substrats (11) gegeniiberliegend die 
Reinigungsmedium-Zufuhreinrichtung (55) im Werkstuckhalter 
(36) vorgesehen ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
unterhalb des Umf angsrandes (12) des Substrats (li) im 
Werkstuckhalter (36) vorzugsweise gleichmaBig verteilt 
angeordnete Durchbrechungen (49) zum AbfOhren des 
Reinigungsmediums und der abgelSsten bzw. abgeatzten 
Beschichtungsmediumteile vorgesehen sind. 
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Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Zuftthreinrichtung (55) fur das Reinigungsmedium 



eine Vielzahl von langs des substrat-Randbereiches 
angeordnete Diisen (59) aufweist, die iiber jeweils eine etwa 
radiale Verbindungsleitung (58) mit einem Ringraum (54) 
verbunden sind, und daB in den mit einem nach unten hin 
gerichteten Ringschlitz (56) versehenen Ringraum (54) ein 
feststehendes Zufahrrohr (57) hineinragt. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Zufuhreinrichtung (55) fiir das Rein igungsmedium in den 
Werkstuckhalter (36) eingesetzt ist, wobei zwischen 
Ringraum (54) und Werkstuckhalter- (36) eine thermische 
Trennung besteht. 

11. Vorrichtung zum prazisen Versehen einer vorzugsweise ebenen 
Oberflache eines Substrats mit einer dunnen Schicht, bspw. 
Lack-, Metallschicht oder dgl., gekennzeichnet durch die 
Kombination der Merkmale nach den Anspruchen 1 und 7. 

12. vorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch die 
Kombination der Merkmale nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 6 und 8 bis 10. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Werkstuckhalter (36) als Drehtisch 
ausgebildet ist, auf dessen Grundplatte (38) das Substrat 
(11) und die Halteaufnahme (39) far die Abdeckung (18) 
konzentrisch und drehfest gehalten sind. 
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